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内容：
室温原子層堆積法：有機金属材料ガスと酸化性ガスを真空容器に
交互に充満させることで、固体基板に酸化物薄膜を非常に均一に
制御性よく形成する技術です。従来法では、250℃から300℃程度
の基板加熱が必要でしたが、当研究室ではプラズマで発生させた
酸化ガスを利用することで、室温での原子層堆積が可能になりまし
た。この優れた低温性は、熱に弱くて適用されていなかった有機エ
レクトロニクスの分野にもこの技術が利用できることを示唆するも
のです。本研究室では、この技術を活用して、太陽電池のパッシ
ベーション技術に利用する予定です

薄膜トランジスタ：薄膜トランジスタは、半導体を薄膜としてバイア
スによって薄膜内にキャリア蓄積させることで電導度を変調させ、ト
ランジスタ（電流のスイッチ）として機能させるものです。薄くて透明
であるため、有機ELディスレプイの駆動に用いられるほか、チャネ
ル自身をセンサーの母材として活用し、２次元アレイとして活用す
ることもできます。当研究室では、ナノ薄膜でチャネルを形成するこ
とで、光センサーや分子吸着センサーの実現を目指しています。

アピールポイント：
ご相談は随時お受けいたします。

金属へのコーティング事例

室温原子層堆積法

超高感度紫外線センサー（薄膜トランジスタ）
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